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SK2772 Kemi for nanoteknik 5,0
hp

Chemistry for Nanotechnology

Faststallande

Betygsskala
ABCD,E FX, F

Utbildningsniva

Avancerad niva

Huvudomraden
Teknisk fysik

Sarskild behorighet

Engelska B/Engelska 6

Kandidatexamen i fysik, elektroteknik, materialvetenskap, kemi eller motsvarande, inklu-
sive kurser i matematik motsvarande minst 20 hp och kurser i fysik motsvarande minst 30
hp.

Undervisningssprak

Undervisningssprak anges i kurstillfallesinformationen i kurs- och programkatalogen.

Kursplan for SK2772 galler frdn och med VT22, utgava 1 Sida 1av 3



Larandemal

Efter avslutad kurs ska studenterna kunna:

« Beskriva fundamentala termodynamiska parametrar for kemiska processer och deras
samband

« Forklara processer som drivs av entalpi jamfort med entropi

« Beskriva utfallningsprocesser och forklara bakomliggande principer for kontroll av storlek
och morfologi

« Tillimpa kemiska processer for nanomaterialtillverkning, riktad etsning/deponering

» Redogora for riskerna med hantering av kemikalier med olika innehall och styrka

Kursinnehall

Ett fundamentalt forskningomrade inom nanoteknik omfattar tillforlitliga metoder for
syntes/tillverkning av vialdefinerade nanostrukturer/nanopartiklar, forandringen av och
funktionaliteten hos dessa samt organiserandet av dem i storre hierarkiska och funktionella
strukturer.

Syftet med denna kurs ar att introducera grunderna for termodynamik och kinetik i nanotil-
Iverkningsprocesser i losningsfas. Definitioner och berakningar med entalpi (H), entropi (S)
och Gibbs fria energi (G) diskuteras och deras roller vid reaktioner undersoks med exempel.
Grundlaggande kemiska berakningar for processer for 16sning och utfiallning undersoks
med avseende péa 16sningsjamvikt. Elektrokemiska processer for substratbehandling, aven
kidnda som redoxreaktioner, introduceras tillsammans de styrande principerna. Icke-elek-
triska, elektrokemiska och elektroforetiska processer diskuteras. Exempel pa kontrol och
anvandning av elektrokemiska processer vid riktad, eller selektiv, etsning eller deponering
presenteras. Nagra vanliga processer for renrumshanterning av substrat diskuteras med
betoning pa typen av risker vid anviandning av kemikalierna.

Examination
« INL1 - Inlamningsuppgift, 1,0 hp, betygsskala: P, F
« TEN1 - Skriftlig tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat pa rekommendation fran KTH:s handliaggare av stod till stu-
denter med funktionsnedsattning, om eventuell anpassad examination for studenter med
dokumenterad, varaktig funktionsnedsattning.

Examinator far medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Nar kurs inte langre ges har student mojlighet att examineras under ytterligare tva lasar.

Ovriga krav for slutbetyg

Inlamningsuppgift och tentamen ar obligatoriska for slutforande av kursen.
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Etiskt forhallningssatt

« Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar for gruppens arbete.

« Vid examination ska varje student arligt redovisa hjalp som erhallits och kallor som
anvants.

« Vid muntlig examination ska varje student kunna redogora for hela uppgiften och hela
l6sningen.
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